






















It is very difficult to handle nanoparticles in dry process, thus, nanoparticle slurries are widely used for 
material fabrication processes. Since the particle dispersion and aggregation state has a great influence on 
the quality of various products fabricated from nanoparticles. However, the characterization techniques for 
the particle dispersion state of dense nanoparticle slurries have not been established, yet. Therefore, in this 
study, a novel evaluation technique, in which the osmotic pressure of nanoparticle slurry is measured, has 
been developed in order to characterize the dispersion state of nanoparticles in the slurry. It was shown that 
the osmotic pressure of nanoparticle slurry increased with a decrease in the median diameter of the slurry, 
indicating that the well dispersed slurry had larger osmotic pressure and we can evaluate the dispersion state 
of nanoparticles through the osmotic pressure measurement. It was also demonstrated that the osmotic 
pressure measurement could be useful for dense and/or less transparent slurries although the conventional 
particle size measurement, dynamic light scattering, was not applicable. 






















20 nm)を 5,20 vol%に希釈し、NaCl を添加して塩濃度を変化
させて分散・凝集状態を変えたものを用いた. ZrO2 スラリーは
ナノユース ZR-30BNF(日産化学製,一次粒子径 10-30 nm)を

















さらに Al2O35vol%と SiO220vol%スラリーは，9000Gで 3時
間遠心分離を行い，上澄み液(Al2O3 5vol%は 10mL，SiO2 


























 akTP   (1) 
 
P [Pa]は浸透圧，a [m-3]は見かけ個数濃度，k [J･K-1]はボルツ
マン定数，T [K]は絶対温度，η [-]は粒子体積濃度とする． 
Fig.2 ZrO2 5vol% メジアン径の測定値と浸透圧, 
計算値の関係 
 















Fig.4 Al2O3 5vol% 固形分濃度と浸透圧の関係 
Fig.5 SiO2 20vol% 固形分濃度と浸透圧の関係 
 
４． 結言 
各試料から調製したスラリーにおいて，メジアン径が小さい
ほど浸透圧が高い傾向がみられ，一般性を確認することがで
きた． 
メジアン径の測定値と CS 式を用いて浸透圧の測定値から
算出された粒子径の値は分散媒とスラリーのイオン濃度差に
より生じる浸透圧とそこから得られる電気二重層，ゼータ電位
測定で帯電を考慮することが必要である可能性が示された． 
動的光散乱法による粒子径分布測定の困難である高濃度
のスラリーや透明性の低いスラリーでも分散・凝集状態の評価
が可能であることが示された． 
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